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RESUMEN

El presente trabajo integra herramientas informaticas CAD y CAE para simular el proceso de
recubrimiento de arseniuro de galio (GaAs) sobre un sustrato, dentro de un reactor de deposicion
quimica de vapor CVD. Este tipo de procesos para la generacion de peliculas delgadas es muy
importante en la industria microelectronica y de telecomunicaciones, por lo que este ejemplo
muestra un modelado para depositos de GaAs. A través de la herramienta CAD se facilita el
modelado tomando en cuenta parametros geométricos de un reactor CVD. En el software CAE se
integran los modulos de dinamica de fluidos computacional (CFD), transferencia de calor,
reacciones quimicas y transporte de especies diluidas, en los que se incluyen gran parte de los
parametros y variables fisicas y quimicas que intervienen en el proceso, obteniendo como resultado
un modelado fisico-quimico y con el objetivo de minimizar las pruebas que resultan costosas en el
disefio de un reactor.
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